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(TCVD) رسوب شيميايى بخار به روش حرارتى
قابليت ها

  سنتز نانو ساختار هاى متـنوع مانند
نقـاط كوانتـومى، نـانوسـاختارهـاى
ســراميكى، كاربيدها، نـانولوله هـاى

كربنى و  الماس
  سرعت بالا
  اسـتفاده از پيش ماده هـاى متنوع به

دليل دماى بـالاى واكنش
  عدم وجود محصولات واكنش
  تهيه سـاده  و ارزان مواد اكسـيدى در

هوا اتمسفر 
  كنترل تركيب محصولات موردنظر با

تغيير زيرپايه، واكنش، ساختار، شكل

در روش رسـوب دهى شـيميايى بخار (CVD)، با حرارت دادن ماده اوليه
تحت اتمسـفرهاى مختلف گازى و تجزيه شـيميايى مـاده، لايه اتمى از
مـاده اوليـه بـر روى زيـر لايه چگال شـده و لايه نـازك توليد مى شـود.
پوشـش توليـدى در ايـن روش دانسـيته و خلـوص بالايـى دارد.  فيلـم
جامـد مى توانـد بـه  صورت آمـورف، چند بلـورى و يا تك بلـور با خواص

زيرپايـه روى  ويـژه 
شـود. تهيـه  مناسـب 
جوانـه زنى در فـاز گاز
و كنترل رشـد ذرات از
مهم  تريـن فاكتورهاى
اسـت. رشـد  فرآينـد 
ذرات انـدازه  توزيـع 
جوانـه تعـداد  توسـط 
هاى تشـكيل  شـده در
راكتـور و غلظت تراكم
مواد، كنترل مى  شـود.



مشخصات فنى
85×70×60ابعاد

220 ولتولتاژ مصرفى
3/5 كيلو واتتوان مصرفى
PID با 10 برنامه  حرارتى با دقت 2±كنترل دمايى

کنترل فشار                                                             گیج دیجیتال
قرائت دماى براى جاگذارى زيرلايه درمناطق مختلف داخل كورهقرائتگر 4 منطقه اى

تا 1100درجه سانتى گراد در 3 منطقه حرارتى مستقلدماى كارى
پمپ روتارى تا mbar 2-10خلاء

لوله كوارتز دماى بالا با قطر mm 55راكتور كار
Fe-Cr-Al  با Moآلياژ المنت دوپ آلياژ

ورق فلزى 1 با ضخامت mm 1 با رنگ كورهساختار دستگاه
جرم نسوز آلومينا ٪65 به همراه آجر و پشم نسوزعايق بندى

کاربــردها_____________________________________________________________________
  قطعات الكترونيكى 
  لايه نازك هاى نيمه رسانا 
  لايه نازك هاى مناسب براى ابزار برشى 
  صنايع هوافضا 
  (عناصر، نيتريدها، اكسيدها، نانوكامپوزيت ها، نيمه رساناها و تركيبات بين فلزى) مناسب براى گستره وسيعى از مواد


